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Verbundpartner:
Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. (Verbundkoordinator), Fabmatics GmbH, Systema
Systementwicklung GmbH, Technische Universitat Chemnitz, Technische Universitat Dresden, Hochschule fur
Technik und Wirtschaft Dresden, Westsachsische Hochschule Zwickau, Fraunhofer Institut fir Photonische
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Vorhabenszeitraum: 01.07.2023 bis 30.06.2026

Im Rahmen dieses Projekts wird an den Beschleuniger-Anlagen des lonenstrahzentrums (IBC) am HZDR eine
Apparatur zur in-situ lonenstrahl-Charakterisierung entwickelt und erprobt. Diese soll es ermoglichen, die
wesentlichen Parameter eines lonenstrahls - Energie, lonenmasse und Ladung - wahrend einer lonenimplantation
in Echtzeit und unter Produktionsbedingungen zu erfassen um den Prozess vor Fehl-Implantation zu schutzen.
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